
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光学式ディスクにプリフォーマットとして離散的情報パターン及びトラッキング用グルー
ブを形成するための記録ビームを発生する記録ビーム発生手段と、
該記録ビーム発生手段より発生した記録ビームが入射せしめられる電気光学変調器、

及び該電気光学変調器よりの出射ビームが入射せしめられる光検出器を備え、該光
検出器よりの光検出出力に基づいて上記電気光学変調器に入射する上記記録ビーム発生手
段より発生した記録ビームが強度変調されて、上記電気光学変調器より一定光量の記録ビ
ームが出射されるようにしたフィードバック系と、
上記電気光学変調器よりの記録ビームを上記光学式ディスク上に集光させるためのリレー
レンズ及び対物レンズを含む光学手段と、
上記光学式ディスクの離散的情報パターンの形成されるエリアを離散的に露光し得るよう
に、上記記録ビームを情報信号によって変調する光変調手段と、
上記光学式ディスクの上記トラッキング用グルーブの形成されるエリアを多重露光し得る
ように、

上記光学式ディスクの径方向に揺動させる光偏向手段とを
上記光偏向手段を上記対物レンズ及び上記リレーレンズの間に配したことを特徴とする光
学式記録装置。
【請求項２】
上記光偏向手段を、上記リレーレンズの焦点位置より５０ｍｍ以上で、１００ｍｍ以下の
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範囲内の所定距離だけ該リレーレンズ側にずれた位置に設けるようにしたことを特徴とす
る請求項１に記載の光学式記録装置。
【請求項３】
上記光偏向手段は上記光変調手段を兼ねていることを特徴とする請求項１に記載の光学式
記録装置。
【請求項４】
上記光偏向手段は上記光変調手段を兼ねていることを特徴とする請求項２に記載の光学式
記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は光学式ディスクにプリフォーマットとして離散的情報パターン及びトラッキング
用グルーブを形成する光学式記録装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
以下に、図５を参照して、この種光学式記録装置の従来例（特開昭６４－３５７４２号公
報参照）を説明する。図５において、５６は光学式ディスクで、ここではガラス原盤５７
ａ上にフォトレジスト層５７ｂが被着形成されたディスクで、ステージ５８上に載置され
て、スピンドルモータ５９によって線速一定で回転せしめられる。４０はレーザービーム
発生手段で、例えば、アルゴンイオンレーザーである。レーザービーム発生手段４０より
のレーザービームはミラー４１によって反射されてその光路が９０度偏向された後、ビー
ム縮小レンズ４２を通過して、そのビームが縮小せしめられ、そのレーザービームが、例
えば、音響光学効果光変調器４３に入射する。
【０００３】
駆動手段４５からの超音波信号が音響効果光変調器４３に与えられ、その超音波信号の強
度が入力端子４６からの入力信号によって制御される。そのディスク５６上に情報に基づ
くピット系列を形成する場合は、その入力信号は音声信号のＥＦＭ信号（８－１４変調パ
ルス信号）であり、このＥＦＭ信号によってレーザービームがオンオフされる。光学式デ
ィスク５６上にグルーブを形成する場合は、入力信号は一定レベルの直流信号である。
【０００４】
一般に、音響光学効果光変調器は、モリブデン酸亜鉛（ＰｂＭｏＯＡ４ 　 ）、二酸化テル
ル（ＴｅＯ２ 　 ）等の超音波媒体に超音波を与えると、周期的に屈折波の変化が生じ、位
相型の回折格子ができ、これにレーザービームを入射させると、レーザービームの強度や
方向が超音波の強度や周波数の状態で変化するものである。
【０００５】
音響効果光変調器４３よりの光変調されたレーザービームは、ビーム拡大レンズ４４によ
ってビームが拡大された後、ミラー４７に入射してその光路が９０度偏向せしめられる。
ミラー４７よりの反射レーザービームは音響光学光偏向器４８に入射せしめられる。
【０００６】
上述の光変調器４３は超音波の周波数を一定にした状態で回折ビームの強度を変化させた
るに対し、光偏向器４８は回折ビームの強度を一定にして超音波の周波数を変化させるこ
とによって、光偏向器４８を通過するレーザービームが揺動して、そのビームスポットが
光学式ディスク５６上でトラックと略直交する方向に揺動する如く偏向せしめられる。
【０００７】
光偏向器４８よりの揺動する如く偏向されたレーザービーム、即ち、記録ビームは、中間
レンズ５２を通じてカッティングヘッド５３のミラー に入射して、その光路が９０度
偏向せしめられた後、カッティングヘッド５３の対物レンズ５５に入射して集束せしめら
れて、光学式ディスク５６を構成するガラス原盤５７ａ上に被着形成されたフォトレジス
ト層５６ｂ上に焦点を結び、トラックに対し直交する方向にウォーブリングする如く偏向
されて照射される。尚、カッティングヘッド５３は、モータ によってディスク５６の
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半径方向に移動せしめられる。
【０００８】
駆動手段５１からの超音波が音響光学光偏向器４８に与えられる。駆動手段５１には電圧
制御形発振器５０よりの発振信号が印加される。電圧制御形発振器５０は、例えば、２２
４ＭＨｚの中心周波数を有する。光学式ディスク５６上にピットを形成するときは、図６
（Ａ）に示すように、入力端子４９よりのｆｗ 　 ＝２２．０５ｋＨｚの周波数信号Ｓａを
制御信号として電圧制御形発振器５０に供給する。電圧制御形発振器５０は２２４ＭＨｚ
の高周波信号がｆｗ 　 ＝２２．０５ｋＨｚの周波数信号Ｓａで周波数変調された周波数変
調信号を発生し、これを駆動手段５１に供給することにより、駆動手段５１よりの周波数
変調超音波信号が光偏向器４８に与えられる。かくすると、記録ビームがｆｗ 　 ＝２２．
０５ｋＨｚの周波数を以て、トラックに対し略直角な方向に揺動される。
【０００９】
又、幅広のグルーブを形成するときは、図６（Ａ）に示すように、周波数信号Ｓａ及びそ
の周波数信号Ｓａの周波数ｆＷ 　 より十分高い周波数ｆ０ 　 ＝５ＭＨｚの周波数信号Ｓｂ
の混合信号を制御信号として電圧制御形発振器５０に供給する。電圧制御形発振器５０は
２２４ＭＨｚの高周波信号が、ｆｗ 　 ＝２２．０５ｋＨｚの周波数信号Ｓａ及びｆ０ 　 ＝
５ＭＨｚの周波数信号Ｓｂの混合信号で周波数変調された周波数変調信号を発生し、これ
を駆動手段５１に供給することにより、駆動手段５１よりの周波数変調超音波信号が光偏
向器４８に与えられる。かくすると、記録ビームがｆｗ 　 ＝２２．０５ｋＨｚの周波数及
びｆ０ 　 ＝５ＭＨｚの周波数を以て、トラックに対し略直角な方向に揺動させる。
【００１０】
この周波数ｆ０ 　 は記録レーザービームのスポットサイズをｄ、光学式ディスク５６の記
録時の線速度をｖとすると、周波数ｆ０ 　 はｆ０ 　 ＞ｖ／ｄのように選定され、例えば、
ｖ＝１．２５ｍ／ｓｅｃ　、ｄ＝０．５μｍとすると、ｖ／ｄ＝２．５ＭＨｚとなり、こ
こでは上述のようにｆ０ 　 ＝５ＭＨｚとされる。
【００１１】
ピットを形成する場合には、図６（Ｂ）に示す如く、記録スポットはｆＷ 　 ＝２２．０５
ｋＨｚの周波数を以てウォーブリングされ、光変調器４３に与えられるＥＦＭ信号で変調
された超音波信号に対応して、記録スポットサイスと同じピット幅が得られる。グルーブ
部分では、記録スポットがトラックと略直交する方向にウォーブリングする軌跡を描き、
そのフォトレジスト層５７ｂのグルーブを形成するエリア内をｆ０ 　 ＝５ＭＨｚを以て揺
動して多重露光する。この多重露光後に、フォトレジスト層５７ｂを現像処理すれば、周
波数ｆ０ 　 でウォーブリングされたピット及び幅広のグルーブが形成される。このグルー
ブの幅Ｗは、周波数信号Ｓｂの振幅により、ｄ≦Ｗ≦ｑ（但しｑがトラックピッチ）の範
囲で変えることができる。
【００１２】
かかる従来例によれば、ピットと幅広のグルーブとの両者を光学式ディスクに形成する場
合に、両者を１本の記録ビームで形成でき、従って、個別記録ビームを使用するのに比べ
て、所望の幅のグルーブを光学式ディスクに形成できると同時に、その幅を電気的に制御
することができ、又、光学系の構成、調整を容易に行うことができる。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、かかる従来の光学式記録装置では、光偏向手段の位置が対物レンズの位置
から離れているため、光路中での記録ビームのパワーの損失が大きくなったり、ビームプ
ロファイルが歪む虞があり、このため光学式ディスク上のビームスポットの形状が不均一
となり、形成されるグルーブのエッジが非対称になり、ウォーブリング信号のノイズ混入
の原因になり、記録ビームのパワーの損失をできるだけ小さくするために、光学系の組み
立てにおける光学部品の調整が困難になる。
【００１４】
かかる点に鑑み、本発明は 光学式ディスク上のビームスポットの形状が均 となり、形
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成されるグルーブのエッジが対称になり、ウォーブリング信号にノイズが発生し難くなり
、光学系の組み立てにおける光学部品の調整が容易になるものを提案しようとするもので
ある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
第１の本発明は、光学式ディスクにプリフォーマットとして離散的情報パターン及びトラ
ッキング用グルーブを形成するための記録ビームを発生する記録ビーム発生手段と、記録
ビーム発生手段より発生した記録ビームが入射せしめられる電気光学変調器、
及び電気光学変調器よりの出射ビームが入射せしめられる光検出器を備え、光検出器より
の光検出出力に基づいて電気光学変調器に入射する記録ビーム発生手段より発生した記録
ビームが強度変調されて、電気光学変調器より一定光量の記録ビームが出射されるように
したフィードバック系と、電気光学変調器よりの記録ビームを光学式ディスク上に集光さ
せるためのリレーレンズ及び対物レンズを含む光学手段と、光学式ディスクの離散的情報
パターンの形成されるエリアを離散的に露光し得るように、記録ビームを情報信号によっ
て変調する光変調手段と、光学式ディスクのトラッキング用グルーブの形成されるエリア
を多重露光し得るように、

光学式ディスクの径方向に揺動させる光偏向手段とを 光偏向手段
を対物レンズ及びリレーレンズの間に配したことを特徴とする光学式記 である
【００１６】
第２の 発明は、光偏向手段を、リレーレンズの焦点位置より５０ｍｍ以上で、１００ｍ
ｍ以下の範囲内の所定距離だけリレーレンズ側にずれた位置に設けるようにしたことを特
徴とする請求項１に記載の光学式記録装置 である。
【００１７】
第３の 発明は、偏向手段は光変調手段を兼ねていることを特徴とする請求項１に記載の
光学式記録装置であ 第４の 発明 偏向手段は光変調手段を兼ねていることを特徴と
する請求項２に記載の光学式記録装置 である。
【００１８】
【作用】
第１の 発明によれば、記録ビーム発生手段が、光学式ディスクにプリフォーマットとし
て離散的情報パターン及びトラッキング用グルーブを形成するための記録ビームを発生し
、記録ビーム発生手段より発生した記録ビームが 及び電気光学変調器に入射せ
しめられ、 及び電気光学変調器よりの出射ビームが光検出器に入射せしめられ
、その光検出器よりの光検出出力に基づいて電気光学変調器に入射する記録ビーム発生手
段より発生した記録ビームが強度変調されて、電気光学変調器より一定光量の記録ビーム
が出射され、リレーレンズ及び対物レンズを含む光学手段によって、電気光学変調器より
の記録ビームが光学式ディスク上に集光さ 、光変調手段が、記録ビームを情報信号によ
って変調し、光学式ディスクの離散的情報パターンの形成されるエリアを離散的に露光し
、光偏向手段が光学式ディスクのトラッキング用グルーブの形成されるエリアを多重露光
し得るように

光学式ディスクの径方向に揺動させ、この光偏向手段を対物レンズ及びリレーレンズ
の間に配した である
【００１９】
【実施例】
以下に、図１～図４を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。図１は本発明による
光学式記録装置の実施例を示し、以下にこの図１を主として参照してこの実施例を説明す
る。
【００２０】
６は光学式ディスクで、ここではガラス原盤７ａ上にフォトレジスト層７ｂが被着形成さ
れたディスクである。この光学式ディスク６はステージ１２上に載置されて、スピンドル
モータ１３によって線速一定で回転せしめられる。１は記録レーザービーム発生手段で、
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例えば、アルゴンイオンレーザー等の気体を増幅媒体とするレーザービーム発生手段であ
る。記録レーザービーム発生手段１よりの直線偏光のレーザービームは、横型電気光学変
調器２に入射して、可変直流電源１４よりの直流電圧Ｖに基づく電界によって強度変調さ
れた後、この電気光学変調器２よりの楕円偏光のレーザービームが１／４波長板及び検光
子からなるアナライザ１５を通過することによって、直線偏光のレーザービームに戻され
た後、その出射レーザービームは、ハーフミラー１６に入射して透過ビーム及び反射ビー
ムに分離される。
【００２１】
電気光学変調器２は、ＡＤＰ、ＫＤＰ等の結晶が一対の電極によって挟持されて構成され
、結晶中の楕円偏光の直交偏光成分間の光学的位相差Δφが、一対の電極に印加される直
流電圧Ｖによって制御されて、楕円偏光の偏光状態が変化する。この電気光学変調器２よ
り出射する楕円偏光のレーザービームは、アナライザ１５の１／４波長板によって直線偏
光に戻されるが、入射レーザービームに比べて電気ベクトルの振動面が直流電圧Ｖに比例
した角度Δφ／２だけ回転しているため、検光子を通過することによって強度変調された
レーザービームに変換される。電気光学変調器２より出射するレーザービームＬの光出力
（光量）は、図 4に示す如く sin  Ｖに略比例する。
【００２２】
アナライザー１５より出射した直線偏光のレーザービームは、ハーフミラー１６に入射し
て、その入射レーザービームの延長上にある透過レーザービーム及び入射レーザービーム
に対し９０度偏向された反射レーザービームに分離される。ハーフミラー１６よりの透過
レーザービームは、その透過レーザービームの光路中に配された、例えば、フォトダイオ
ード等の光検出器１７に入射してそのレーザービームの強度が検出され、その検出信号（
信号電流）Ｓｓが電圧制御回路１８に供給される。この電圧制御回路１８及びその後段の
可変直流電源１４にてフィードバック系１９が構成される。
【００２３】
次に、図２を参照して、フィードバック系１９を構成する電圧制御回路１８及び可変直流
電源１４の具体回路を説明する。電圧制御回路１８は、光検出器１７よりの検出信号（検
出電流）Ｓｓを電圧信号Ｖｉに変換する前置増幅器２１、その電圧信号Ｖｉと参照電圧源
２０よりの所望光量に対応した参照電圧Ｖｒとの差分電圧信号Δｖを得る差動増幅器２２
及びその差分電圧信号Δｖを所定のゲインで増幅する駆動増幅器２３から構成されている
。
【００２４】
可変直流電源１４は、基準電圧源２４よりの基準電圧Ｖｂ及びその基準電圧Ｖｂと駆動増
幅器２３よりの増幅された差分電圧信号ΔＶとを加算する加算器２５から構成され、その
加算器２５の加算出力が電気光学変調器２の一対の電極に印加される。
【００２５】
このフィードバック系１９の動作を説明する。アナライザ１５より出射したレーザービー
ムの内のハーフミラー１６を透過したレーザービームが光検出器１７に入射し、光検出器
１７よりその入射光量に応じた検出信号（電流信号）Ｓｓが出力される。この光検出器１
７からの検出信号Ｓｓは、後段の前置増幅器２１によって電圧信号に変換され、その電圧
信号Ｖｉが差動増幅器２２に供給されて参照電圧Ｖｒとの差分がとられる。電圧信号Ｖｉ
が参照電圧Ｖｒより高いときは、負レベルの差分電圧信号Δｖが、電圧信号Ｖｉが参照電
圧Ｖｒより低いときは、正レベルの差分電圧信号Δｖがそれぞれ差動増幅器２２から得ら
れる。差動増幅器２２からの差分電圧信号Δｖは、後段の駆動増幅器２３によって所定の
ゲインで増幅される。尚、このゲインは、図５に示すように、予め可変直流電源１４の基
準電圧Ｖｂと対応した動作点Ｐにおける光量を基準として固定変化量ΔＩにおける点Ａで
の位相差Δφ、即ち、Δφａを割り出しておき、そのときの差動増幅器２２から出力され
る差分電圧信号Δｖと位相差Δφａに基づいて設定する。
【００２６】
そして、後段の加算器２５で、駆動増幅器２３からの増幅差電圧信号ΔＶと基準電圧源２
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４よりの基準電圧Ｖｂとが加算され、その加算電圧Ｖが電気光学変調器２の一対の電極間
に印加される。そして、電気光学変調器２を通過したレーザービームが、参照電圧Ｖｒ
対応した参照光量にとなるような電圧Ｖが電気光学変調器２の一対の電極間に印加される
。従って、電気光学変調器２の出力レーザービームの光量が、例えば、温度変化等によっ
て変動しようとしても、このフィードバック系１９によって抑えられて一定光量になさし
められる。
【００２７】
ハーフミラー１６よりの反射レーザービームは、その光路中にある縮小レンズ３１及びビ
ーム拡大レンズ３２を通じて、ミラー５に入射してその光路が９０度偏向された後、その
反射ビームがリレーレンズ３５を通じて音響光学効果光変調偏向器

３に入射する。 変調 器３には、駆動手段３３からの超音波Ｗが与えられる。
駆動手段３３では、電圧制御形発振器３８からの発振電圧に基づいて発生した超音波が、
記録信号発生器３４からの記録信号Ｓｗによって変調される。光変調偏向器３よりのレー
ザービームはカッティングヘッド９のミラー９によって、その光路が９０度偏向された後
、対物レンズ８に入射して集束せしめられて、線速一定で回転する光学式ディスク６のフ
ォトレジスト層７ｂに照射されて露光せしめられる。
【００２８】
この 変調偏向器３は、モリブデン酸亜鉛（ＰｂＭｏＯＡ 4  ）、二酸化テルル（ＴｅＯ 2  

）等の超音波媒体を有し、これに超音波を与えると、周期的に屈折波の変化が生じる位相
型の回折格子となり、これにレーザービームを入射させると、レーザービームの強度や方
向が  超音波の強度や周波数の状態で変化するものである。そして、回折格子のブラッグ
回折の１次回折を信号記録に使用する。回折光の強度は、 変調偏向器３に与える超音波
のパワーで決まり、回折方向はそのキャリア周波数で決まる。従って、原理的には、 変
調偏向器３は電気光学変調器 ようなバイアス変動はない。又、最近では結晶デバイスの
改善により、 変調偏向器３は電気光学変調器と同等の変調帯域幅を得ることができる。
しかも、この 変調偏向器３にはどの なデューティーの信号や低周波信号に対しても安
定な光変調を行うことができる。
【００２９】
光学式ディスク６上に情報に基づくピット系列を形成する場合は、記録信号発生器３４よ
りの記録信号が音声信号のＥＦＭ信号（８－１４変調パルス信号）であり、その“１”、
“０”に応じて駆動手段３３からの超音波をオンオフする。これによって、光学式ディス
ク６上にＥＦＭ信号に応じたピットが形成される。光学式ディスク６上にグルーブを形成
する場合は、記録信号発生器３４よりの記録信号は、一定レベルの直流信号、即ち、ＥＦ
Ｍ信号の“１”の信号となる。
【００３０】
駆動手段３３からの超音波が 変調偏向器３に与えられる。駆動手段３３には電圧制御形
発振器３８よりの発振信号が印加される。電圧制御形発振器３８は、例えば、２２４ＭＨ
ｚの中心周波数を有する。光学式ディスク６上にピットを形成するときは、記録信号発生
器３４よりのｆ w  ＝２２．０５ｋＨｚの周波数信号Ｓａを制御信号として電圧制御形発振
器３３に供給する。電圧制御形発振器３３は２２４ＭＨｚの高周波信号がｆ w  ＝２２．０
５ｋＨｚの周波数信号Ｓａで周波数変調された周波数変調信号を発生し、この周波数変調
超音信号が駆動手段３３により光 偏向器 に与えられる。かくすると、記録ビームが
ｆ w  ＝２２．０５ｋＨｚの周波数を以て、トラックに対し略直角な方向に揺動され

る。
【００３１】
又、幅広のグルーブを形成するときは、周波数信号Ｓａ及びその周波数信号Ｓａの周波数
ｆ W  より十分高い周波数ｆ 0  ＝５ＭＨｚの周波数信号Ｓｂの混合信号を制御信号として電
圧制御形発振器３８に供給する。電圧制御形発振器３８は２２４ＭＨｚの高周波信号が、
ｆ w  ＝２２．０５ｋＨｚの周波数信号Ｓａ及びｆ 0＝５ＭＨｚの周波数信号Ｓｂの混合新
郷で周波数変調された周波数変調信号を発生し、これを駆動手段 に供給することによ
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り、駆動手段 よりの周波数変調超音波信号が光 偏向器 に与えられる。かくする
と、記録ビームがｆ w  ＝２２．０５ｋＨｚの周波数及びｆ 0  ＝５ＭＨｚの周波数
、トラックに対し略直角な方向に揺動される。
【００３２】
ピットを形成する場合には、記録スポットはｆＷ 　 ＝２２．０５ｋＨｚの周波数を以てウ
ォーブリングされ、駆動手段３３から光変調偏向器３に与えられるＥＦＭ信号で変調され
た超音波信号に対応して、記録スポットサイスと同じピット幅が得られる。グルーブ部分
では、記録スポットがトラックと略直交する方向にウォーブリングする軌跡を描き、その
フォトレジスト層７ｂのグルーブを形成するエリア内をｆ０ 　 ＝５ＭＨｚを以て揺動して
多重露光する。この多重露光後に、フォトレジスト層７ｂを現像処理すれば、周波数ｆ０

　 でウォーブリングされたピット及び幅広のグルーブが形成される。このグルーブの幅Ｗ
は、周波数信号Ｓｂの振幅により、ｄ≦Ｗ≦ｑ（但しｑがトラックピッチ）の範囲で変え
ることができる。
【００３３】
図３に図１の光学式記録装置の一部を示し、ビーム拡大レンズ３２よりミラー５に入射し
た平行レーザービームがミラー５で反射されて、その光路が９０度偏向せしめられ、リレ
ーレンズ３５に入射して集束せしめられ、その後に発散したレーザービームがカッティン
グヘッド４のミラー９によって反射されてその光路が９０度偏向せしめられ、その後カッ
ティングヘッド４の対物レンズ８によって集束せしめられて、光学式ディスク６のフォト
レジスト層７ｂを露光する。そして、光変調偏向器３を、リレーレンズ３５及び対物レン
ズ８の中間で、焦点距離ｆを有するリレーレンズ３５の焦点Ｆより５０ｍｍ以上で、１０
０ｍｍ以下の範囲内の所定距離ａだけ、リレーレンズ３５側にずれた位置に設ける。この
ように距離ａを設定すると、光学式ディスク６上に形成されるトラッキング用グルーブの
形成のための変調振幅が十分な振幅となり、変調帯域が十分な帯域となる。そして、この
距離ａが５０ｍｍ未満のときは変調振幅が不十分となり、１００ｍｍを越えるときは、変
調帯域が取れなくなってしまう。ミニディスクのトラッキング用グルーブの形成のための
変調周波数は５ＭＨｚ以上必要であり、この変調帯域が可能となるときの距離ａが１００
ｍｍとなる。
リレーレンズ３５の役割について、以下に説明する。対物レンズ８でレーザービームを精
度良く集光させるためには、予めそのレーザービームをリレーレンズ３５によって集光さ
せた後に、対物レンズ８によって集光させる必要がある。これは当業者によって通常行わ
れていることである。これによって、レーザービームの微少な光軸変動による対物レンズ
８の光量変動が抑えられて、光学式ディスク６のフォトレジスト層７ｂへの露光が安定に
行われることになる。
リレーレンズ３５の他の役割は、記録ビームを情報信号によって変調するための光変調手
段及び記録ビームを高周波信号によって光学式ディスクの径方向に揺動させるための光偏
向手段に対し、記録ビームをそれぞれ集光させて入射させることである。尚、本例では、
光変調偏向器３が、光変調手段及び光偏向手段を兼ねている。
又、光偏向手段にレーザービームを入射させるとき、レーザービームの一部が光偏向手段
に入射しないこと（一般にけられと称されている）を回避するために、リレーレンズ３５
を光偏向手段のビーム入射側に設けることも、当業者によって通常行われていることであ
る。
次に、リレーレンズの諸元について説明する。リレーレンズ３５は、それぞれのレンズに
応じて、焦点距離ｆ及び焦点位置が決められているが、光学式ディスク６に応じて光変調
及び光偏向の条件が異なるため、リレーレンズ３５の諸元は一義的には決まらないが、焦
点距離ｆは、一例として、ｆ＝１３０ｍｍである。
【００３４】
【発明の効果】
上述せる第１の発明によれば、光学式ディスクにプリフォーマットとして離散的情報パタ
ーン及びトラッキング用グルーブを形成するための記録ビームを発生する記録ビーム発生
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手段と、記録ビーム発生手段より発生した記録ビームが入射せしめられる電気光学変調器
及びその電気光学変調器よりの出射ビームが入射せしめられる光検出器を備え、その光検
出器よりの光検出出力に基づいて電気光学変調器に入射する記録ビーム発生手段より発生
した記録ビームが強度変調されて、電気光学変調器より一定光量の記録ビームが出射され
るようにしたフィードバック系と、電気光学変調器よりの記録ビームを光学式ディスク上
に集光させるためのリレーレンズ及び対物レンズを含む光学手段と、光学式ディスクの離
散的情報パターンの形成されるエリアを離散的に露光し得るように、記録ビームを情報信
号によって変調する光変調手段と、光学式ディスクのトラッキング用グルーブの形成され
るエリアを多重露光し得るように、記録ビームを高周波信号によって光学式ディスクの径
方向に揺動させる光偏向手段とを有する光学式記録装置において、光偏向手段を対物レン
ズ及びリレーレンズの間に配したので、光路中での記録ビームのパワーの損失が小さくな
り、ビームプロファイルの歪みが小さくなって、光学式ディスク上のビームスポットの形
状が均一となり、形成されるグルーブのエッジが対称になり、ウォーブリング信号にノイ
ズが発生し難くなり、光学式ディスクにプリフォーマットとして離散的情報パターン及び
トラッキング用グルーブを形成するための記録ビームの光量を一定にすることができると
共に、光学系の組み立てにおける光学部品の調整が容易になる光学式記録装置を得ること
ができる。
【００３５】
上述せる第２の発明によれば、第１の発明の光学式記録装置において、光偏向手段を、リ
レーレンズの焦点位置より５０ｍｍ以上で、１００ｍｍ以下の範囲内の所定距離だけその
リレーレンズ側にずれた位置に設けるようにしたので、第１の発明の効果に加えて、光学
式ディスク上に形成されるトラッキング用グルーブの形成のための変調振幅が十分な振幅
となり、変調帯域が十分な帯域となる光学式記録装置を得ることができる。
【００３６】
上述せる第３の発明によれば、第１の発明の光学式記録装置において、光偏向手段は光変
調手段を兼ねているので、第１の発明の効果に加えて、構成が簡単になる光学式記録装置
を得ることができる。
上述せる第４の発明によれば、第２の発明の光学式記録装置において、光偏向手段は光変
調手段を兼ねているので、第２の発明の効果に加えて、構成が簡単になる光学式記録装置
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例を示すブロック線図
【図２】実施例の一部の具体回路を示すブロック線図
【図３】実施例の一部の説明のための配置図
【図４】印加電圧に対応した位相差対光出力の特性曲線図
【図５】従来例を示すブロック線図
【図６】従来例の説明図
【符号の説明】
１　レーザー光源
２　電気光学光変調器
３　光変調偏向器
４　カッティングヘッド
５　ミラー
６　光学式ディスク
７ａ　ガラス原盤
７ｂ　フォトレジスト層
８　対物レンズ
９　ミラー
１２　ステージ
１３　スピンドルモータ
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１４　可変直流電源
１５　アナライザー
１７　光検出器
１８　電圧制御回路
１９　フィードバック系
２０　参照電圧源
２１　前置増幅器
２２　差動増幅器
２３　増幅器
２４　基準電圧源
２５　加算器
３１　ビーム縮小レンズ
３２　ビーム拡大レンズ
３３　駆動手段
３４　記録信号発生器
３５　リレーレンズ
３８　電圧制御型発振器
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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